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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第１区分
【発行日】平成20年4月24日(2008.4.24)

【公表番号】特表2007-526602(P2007-526602A)
【公表日】平成19年9月13日(2007.9.13)
【年通号数】公開・登録公報2007-035
【出願番号】特願2007-501081(P2007-501081)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/14     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/34     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ  33/10    　　　　
   Ｃ２３Ｃ  14/14    　　　Ｂ
   Ｃ２３Ｃ  14/14    　　　Ｄ
   Ｃ２３Ｃ  14/34    　　　Ｎ
   Ｈ０５Ｂ  33/14    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月4日(2008.3.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　チオアルミネート発光体組成物の堆積に対する物理的気相成長法であって、
　金属間バリウムアルミニウム化合物、バリウムアルミニウム合金、又は保護されたバリ
ウム金属を含む、１又は２以上の供給源材料を提供すること、
　活性剤種を提供すること、
　硫黄含有雰囲気中で、１又は２以上の供給源材料及び前記活性剤種を、選択された基板
上の発光体組成物として作用させること、
を含む、物理的気相成長法。
【請求項２】
　チオアルミネート発光体組成物の堆積に対する物理的気相成長法であって、
　金属間バリウムアルミネート化合物、バリウムアルミニウム合金、保護されたバリウム
金属、及びこれらの組合せを含む、１又は２以上の供給源材料を提供すること、
　前記１又は２以上の供給源材料又はそれぞれに活性剤種を提供すること、
　前記供給源材料及び前記活性剤種の硫黄含有雰囲気中で、選択された基板上に発光体組
成物として堆積を生じさせること、
を含む、物理的気相成長法。
【請求項３】
　前記１又は２以上の供給源材料は、スパッタリングターゲット及び蒸着ペレットから選
択される、請求項１に記載の物理的気相成長法。
【請求項４】
　前記金属間バリウムアルミニウム化合物は、ＢａＡｌ４，Ｂａ７Ａｌ１３，及びＢａ４

Ａｌ５からなる群から選択される、請求項１又は請求項２に記載の物理的気相成長法。
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【請求項５】
　前記金属間バリウムアルミニウム化合物は、ＢａＡｌ４である、請求項４に記載の物理
的気相成長法。
【請求項６】
　前記バリウムアルミニウム合金は、化学式ＢａｘＡｌで表される組成物であり、
　ｘは、約０．１５から約０．４５の範囲である、請求項１又は請求項２に記載の物理的
気相成長法。
【請求項７】
　前記ｘは、約０．２０から約０．３５の範囲である、請求項６に記載の物理的気相成長
法。
【請求項８】
　前記保護されたバリウム金属は、バリウムアルミニウム合金及びアルミニウム金属の複
合体を有する、請求項１又は請求項２に記載の物理的気相成長法。
【請求項９】
　前記保護されたバリウム金属は、揮発性保護膜で覆われている、請求項１又は請求項２
に記載の物理的気相成長法。
【請求項１０】
　前記揮発性保護膜は、非プロトン性溶剤の層である、請求項９に記載の物理的気相成長
法。
【請求項１１】
　前記揮発性保護膜は、バリウム酸化物、バリウム硫酸塩、又は、不活性バリウム化合物
の層である、請求項９に記載の物理的気相成長法。
【請求項１２】
　前記１又は２以上の材料は、アルミニウム金属又はアルミニウム硫黄をさらに含む、請
求項１又は請求項２に記載の物理的気相成長法。
【請求項１３】
　前記発光体組成物は、バリウムチオアルミネートである、請求項１又は請求項２に記載
の物理的気相成長法。
【請求項１４】
　前記硫黄蒸気雰囲気は、Ｈ２Ｓである、請求項１、請求項２、又は請求項１１のいずれ
か１項に記載の物理的気相成長法。
【請求項１５】
　前記硫黄蒸気雰囲気は、前記供給源材料から離れて生成されている、請求項１４に記載
の物理的気相成長法。
【請求項１６】
　前記硫黄蒸気雰囲気は、多硫化物化合物から生成されている、請求項１５に記載の物理
的気相成長法。
【請求項１７】
　前記堆積は、スパッタリング、熱蒸着、及び電子ビーム蒸着から選択される方法によっ
て生じる、請求項１又は請求項２に記載の物理的気相成長法。
【請求項１８】
　前記方法は、スパッタリングである、請求項１７に記載の物理的気相成長法。
【請求項１９】
　前記方法は、熱蒸着である、請求項１７に記載の物理的気相成長法。
【請求項２０】
　前記活性剤種は、ユーロピウム及びセリウムから選択される、請求項１又は請求項２に
記載の物理的気相成長法。
【請求項２１】
　前記活性剤種は、ユーロピウムである、請求項２０に記載の物理的気相成長法。
【請求項２２】
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　前記活性剤種は、前記１又は２以上の供給源材料内に組み込まれる、請求項２０に記載
の物理的気相成長法。
【請求項２３】
　前記活性剤種は、前記１又は２以上の供給源材料から別々に供給される、請求項２０に
記載の物理的気相成長法。
【請求項２４】
　前記方法は、金属間化合物ＢａＡｌ４の単一の供給源材料を備え、
　前記活性剤種は、前記化合物内でドープされて提供され、
　硫黄供給源は、前記化合物内に組み込まれる、請求項４に記載の物理的気相成長法。
【請求項２５】
　前記方法は、金属間化合物ＢａＡｌ４を含む単一の供給源材料、活性剤種、及び硫黄を
含む、請求項４に記載の物理的気相成長法。
【請求項２６】
　チオアルミネート発光体組成物の堆積に対する物理的気相成長法であって、
　ＢａＡｌ４を含む供給源材料及び活性剤種を提供することと、
　前記供給源材料及び前記活性剤種の堆積を、硫黄含有雰囲気中で選択された基板上の発
光体組成物として作用させること、
を含む、物理的気相成長法。
【請求項２７】
　前記硫黄蒸気雰囲気は、Ｈ２Ｓである、請求項２６に記載の物理的気相成長法。
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